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07-001
Processamento e caracterizacao do refratario SiC-&#946;-SiAION
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O presente trabalho sugere um processamento para a obtencao de um refratario de SiC ligado com
&#946;- SIAION a ser utilizado como revestimento refratario. Partindo de uma mistura de pos (SiC,
Si3N4, Al203, AIN), a qual foi compactada uniaxialmente a frio e posteriormente sinterizada sob
dois patamares de temperatura (2070K por 60 minutos e 2170K por 20 minutos), visualizou-se- a
possibilidade da formacao in-situ de &#946;-SiAION via uma fase liquida transiente, a qual poderia
vir a agir como promotora da densificagdo do SiC. Em virtude da insipiente densificacdo, optou-
se pela adicdo de AI203 e Y203 como agentes promotores de fases liquidas. Todas as amostras
processadas, incluindo amostras de um refratario comercial SiC-SiAION foram submetidas ao teste
de corrosdo “finger test” em presenga de uma escoria de alto-forno. Observou-se a superioridade de
algumas amostras processadas em laboratério em relagdo ao refratdrio comercial SiC-SiAION,
dentre elas 0o &#946;-SiAION puro ¢ SiC-&#946;-SiAION com adi¢do de 7% em peso de A1203 +
Y203.
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